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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ領域を持つ基板と、
　前記基板のディスプレイ領域に配された薄膜トランジスタと、
　前記基板のディスプレイ領域の外側に配された電極電源供給ラインと、
　前記薄膜トランジスタを覆い、前記電極電源供給ラインの一部または全部を露出させる
第１端部面を持つ保護膜としての第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に配され、前記第１絶縁膜の第１端部面を露出させる第２端部面を持
ち、前記電極電源供給ラインと接触しない第２絶縁膜と、を備え、
　前記基板のディスプレイ領域に配され、前記第２絶縁膜上に配され、前記薄膜トランジ
スタに電気的に連結された画素電極と、
　前記第１絶縁膜の複数の第１端部面のうち一部により露出された前記電極電源供給ライ
ンを覆うように配され、前記画素電極の一部または全部を露出させる第３絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜の複数の第１端部面のうち、前記一部により露出された前記電極電源供
給ラインと前記第３絶縁膜との間に介されて、前記第３絶縁膜と前記電極電源供給ライン
とを接触させない補助導電層と、をさらに備えることを特徴とする有機発光ディスプレイ
装置。
【請求項２】
　ディスプレイ領域を持つ基板と、
　前記基板のディスプレイ領域に配された薄膜トランジスタと、
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　前記基板のディスプレイ領域の外側に配された電極電源供給ラインと、
　前記薄膜トランジスタを覆い、前記電極電源供給ラインの一部または全部を露出させる
第１端部面を持つ保護膜としての第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に配され、前記第１絶縁膜の第１端部面を露出させる第２端部面を持
ち、前記電極電源供給ラインと接触しない第２絶縁膜と、を備え、
　前記基板のディスプレイ領域に配され、前記第２絶縁膜上に配され、前記薄膜トランジ
スタに電気的に連結された画素電極と、
　前記第１絶縁膜により露出された前記電極電源供給ラインを覆うように配され、前記画
素電極の一部または全部を露出させる第３絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜により露出された前記電極電源供給ラインと前記第３絶縁膜との間に介
されて、前記第３絶縁膜と前記電極電源供給ラインとを接触させない補助導電層と、をさ
らに備えることを特徴とする有機発光ディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記第２絶縁膜は、下部の屈曲にもかかわらず上面が平坦な平坦化膜であることを特徴
とする請求項１又は２のいずれか１項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記補助導電層は、前記画素電極と同じ物質で形成されたことを特徴とする請求項１又
は２のいずれか１項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記第２絶縁膜は、有機物で形成されたことを特徴とする請求項１又は２のいずれか１
項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記第２絶縁膜は、アクリル、ＢＣＢまたはフォトアクリルで形成されたことを特徴と
する請求項１又は２のいずれか１項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記第３絶縁膜は、有機物で形成されたことを特徴とする請求項１又は２のいずれか１
項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記第３絶縁膜は、ポリイミドで形成されたことを特徴とする請求項１又は２のいずれ
か１項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記基板のディスプレイ領域に配され、前記第１絶縁膜上に配され、前記薄膜トランジ
スタに電気的に連結された画素電極をさらに備え、
　前記第２絶縁膜は、前記画素電極の一部または全部を露出させる画素定義膜であること
を特徴とする請求項１又は２のいずれか１項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記第２絶縁膜は、有機物で形成されたことを特徴とする請求項９に記載の有機発光デ
ィスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記第２絶縁膜は、ポリイミドで形成されたことを特徴とする請求項９に記載の有機発
光ディスプレイ装置。
【請求項１２】
　前記第１絶縁膜は、無機物で形成されたことを特徴とする請求項１又は２のいずれか１
項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記第１絶縁膜は、窒化シリコン、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンで形成されたこ
とを特徴とする請求項１２に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記電極電源供給ラインは、有機物との反応性が大きい物質で形成されたことを特徴と
する請求項１又は２のいずれか１項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
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【請求項１５】
　前記電極電源供給ラインは、銅、銀またはアルミニウムで形成されたことを特徴とする
請求項１又は２のいずれか１項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項１６】
　前記薄膜トランジスタは、ソース電極、ドレイン電極及びゲート電極を備え、前記電極
電源供給ラインは、前記ソース電極、ドレイン電極及びゲート電極のうち、少なくともい
ずれか一つと同じ物質で同一層に形成されたことを特徴とする請求項１又は２のいずれか
１項に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項１７】
　前記電極電源供給ラインに接触し、前記基板のディスプレイ領域の上部に配された対向
電極をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２のいずれか１項に記載の有機発光デ
ィスプレイ装置。
【請求項１８】
　ディスプレイ領域を持つ基板と、
　前記基板のディスプレイ領域に配された薄膜トランジスタと、
　前記基板のディスプレイ領域の外側に配された電極電源供給ラインと、
　前記薄膜トランジスタを覆い、前記電極電源供給ラインの一部または全部を露出させる
複数の第１端部面を持つ第１絶縁膜と、
　前記基板のディスプレイ領域に配され、前記第１絶縁膜上に配され、前記薄膜トランジ
スタに電気的に連結された画素電極と、
　前記第１絶縁膜の複数の第１端部面のうち、一部により露出された前記電極電源供給ラ
インを覆うように配され、前記画素電極の一部または全部を露出させる第２絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜の複数の第１端部面のうち、前記一部により露出された前記電極電源供
給ラインと前記第２絶縁膜との間に介されて、前記第２絶縁膜と前記電極電源供給ライン
とを接触させない補助導電層と、を備えることを特徴とする有機発光ディスプレイ装置。
【請求項１９】
　前記補助導電層は、前記画素電極と同じ物質で形成されたことを特徴とする請求項１８
に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項２０】
　前記第１絶縁膜は、無機物で形成されたことを特徴とする請求項１８に記載の有機発光
ディスプレイ装置。
【請求項２１】
　前記第１絶縁膜は、窒化シリコン、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンで形成されたこ
とを特徴とする請求項２０に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項２２】
　前記電極電源供給ラインは、有機物との反応性が大きい物質で形成されたことを特徴と
する請求項１８に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項２３】
　前記電極電源供給ラインは、銅、銀またはアルミニウムで形成されたことを特徴とする
請求項１８に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項２４】
　前記薄膜トランジスタは、ソース電極、ドレイン電極及びゲート電極を備え、前記電極
電源供給ラインは、前記ソース電極、ドレイン電極及びゲート電極のうち、少なくともい
ずれか一つと同じ物質で同一層に形成されたことを特徴とする請求項１８に記載の有機発
光ディスプレイ装置。
【請求項２５】
　前記電極電源供給ラインに接触し、前記基板のディスプレイ領域の上部に配された対向
電極をさらに備えることを特徴とする請求項１８に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項２６】
　ディスプレイ領域を持つ基板と、
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　前記基板のディスプレイ領域に配された薄膜トランジスタと、
　前記基板のディスプレイ領域の外側に配された電極電源供給ラインと、
　前記薄膜トランジスタを覆い、前記電極電源供給ラインの一部または全部を露出させる
第１端部面を持つ第１絶縁膜と、
　前記基板のディスプレイ領域に配され、前記第１絶縁膜上に配され、前記薄膜トランジ
スタに電気的に連結された画素電極と、
　前記第１絶縁膜により露出された前記電極電源供給ラインを覆うように配され、前記画
素電極の一部または全部を露出させる第２絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜により露出された前記電極電源供給ラインと前記第２絶縁膜との間に介
されて、前記第２絶縁膜と前記電極電源供給ラインとを接触させない補助導電層と、を備
えることを特徴とする有機発光ディスプレイ装置。
【請求項２７】
　前記補助導電層は、前記画素電極と同じ物質で形成されたことを特徴とする請求項２６
に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項２８】
　前記第１絶縁膜は、無機物で形成されたことを特徴とする請求項２６に記載の有機発光
ディスプレイ装置。
【請求項２９】
　前記第１絶縁膜は、窒化シリコン、酸化シリコンまたは酸窒化シリコンで形成されたこ
とを特徴とする請求項２８に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項３０】
　前記電極電源供給ラインは、有機物との反応性が大きい物質で形成されたことを特徴と
する請求項２６に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項３１】
　前記電極電源供給ラインは、銅、銀またはアルミニウムで形成されたことを特徴とする
請求項２６に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【請求項３２】
　前記薄膜トランジスタは、ソース電極、ドレイン電極及びゲート電極を備え、前記電極
電源供給ラインは、前記ソース電極、ドレイン電極及びゲート電極のうち、少なくともい
ずれか一つと同じ物質で同一層に形成されたことを特徴とする請求項２６に記載の有機発
光ディスプレイ装置。
【請求項３３】
　前記電極電源供給ラインに接触し、前記基板のディスプレイ領域の上部に配された対向
電極をさらに備えることを特徴とする請求項２６に記載の有機発光ディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光ディスプレイ装置に係り、より詳細には電極電源供給ラインの損傷
が防止された有機発光ディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光ディスプレイ装置は、ディスプレイ領域に有機発光素子を備えるディスプレイ
装置であり、有機発光素子は、相互対向した画素電極及び対向電極と、画素電極と対向電
極との間に介された発光層を備える中間層とを備える。
【０００３】
　かかる有機発光ディスプレイ装置は、駆動方式によって、各副画素の発光制御が各副画
素に備えられた薄膜トランジスタを通じて行われる能動駆動型と、各副画素の発光制御が
マトリックス形状に配列された電極を通じて行われる受動駆動型とに分けられる。能動駆
動型の場合、複数の副画素の対向電極は、通例的に一体に形成され、ディスプレイ領域の
外側で電極電源供給ラインと接触する。
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【０００４】
　しかし、かかる電極電源供給ラインは、低抵抗性及び導電性などを考慮して通例的に有
機物との反応性が大きい物質で形成されるが、従来の有機発光ディスプレイ装置の場合、
電極電源供給ラインが有機物で形成された層と接触して損傷しうるという問題点があった
。電極電源供給ラインが損傷すれば、電極電源供給ラインを通じて対向電極に供給される
電気的信号が変形して正確なイメージを再現できなくなり、さらに、電極電源供給ライン
の機能が低下してイメージを再現できなくなるなど、多くの問題点を引き起こす。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、前記のような問題点を始めとする様々な問題点を解決するためのものであり
、電極電源供給ラインの損傷が防止された有機発光ディスプレイ装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ディスプレイ領域を持つ基板と、前記基板のディスプレイ領域に配された薄
膜トランジスタと、前記基板のディスプレイ領域の外側に配された電極電源供給ラインと
、前記薄膜トランジスタを覆い、前記電極電源供給ラインの一部または全部を露出させる
第１端部面を持つ第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に配され、前記第１絶縁膜の第１端部
面を露出させる第２端部面を持ち、前記電極電源供給ラインと接触しない第２絶縁膜と、
を備えることを特徴とする有機発光ディスプレイ装置を提供する。
【０００７】
　本発明の他の特徴によれば、前記第１絶縁膜は、保護膜である。
【０００８】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２絶縁膜は、下部の屈曲にもかかわらず上面
が平坦な平坦化膜である。
【０００９】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記基板のディスプレイ領域に配され、前記第２絶
縁膜上に配され、前記薄膜トランジスタに電気的に連結された画素電極と、前記第２絶縁
膜上に配され、前記第１絶縁膜の第１端部面を露出させる第３端部面を持って前記電極電
源供給ラインと接触せず、前記画素電極の一部または全部を露出させる第３絶縁膜と、を
さらに備える。
【００１０】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第１絶縁膜は複数の第１端部面を備え、前記有
機発光ディスプレイ装置は、前記基板のディスプレイ領域に配されて前記第２絶縁膜上に
配され、前記薄膜トランジスタに電気的に連結された画素電極と、前記第１絶縁膜の複数
の第１端部面のうち一部により露出された前記電極電源供給ラインを覆うように配され、
前記画素電極の一部または全部を露出させる第３絶縁膜と、前記第１絶縁膜の複数の第１
端部面のうち、前記一部により露出された前記電極電源供給ラインと前記第３絶縁膜との
間に介されて、前記第３絶縁膜と前記電極電源供給ラインとを接触させない補助導電層と
、をさらに備える。
【００１１】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記補助導電層は、前記画素電極と同じ物質で形成
されている。
【００１２】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記基板のディスプレイ領域に配されて、前記第２
絶縁膜上に配され、前記薄膜トランジスタに電気的に連結された画素電極と、前記第１絶
縁膜により露出された前記電極電源供給ラインを覆うように配され、前記画素電極の一部
または全部を露出させる第３絶縁膜と、前記第１絶縁膜により露出された前記電極電源供
給ラインと前記第３絶縁膜との間に介されて、前記第３絶縁膜と前記電極電源供給ライン
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とを接触させない補助導電層と、をさらに備える。
【００１３】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記補助導電層は、前記画素電極と同じ物質で形成
されている。
【００１４】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２絶縁膜は、有機物で形成されている。
【００１５】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２絶縁膜は、アクリル、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏ
ｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）またはフォトアクリルで形成されている。
【００１６】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３絶縁膜は、有機物で形成されている。
【００１７】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３絶縁膜は、ポリイミドで形成されている。
【００１８】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記基板のディスプレイ領域に配されて、前記第１
絶縁膜上に配され、前記薄膜トランジスタに電気的に連結された画素電極をさらに備え、
前記第２絶縁膜は、前記画素電極の一部または全部を露出させる画素定義膜である。
【００１９】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２絶縁膜は、有機物で形成されている。
【００２０】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２絶縁膜は、ポリイミドで形成されている。
【００２１】
　本発明はまた、ディスプレイ領域を持つ基板と、前記基板のディスプレイ領域に配され
た薄膜トランジスタと、前記基板のディスプレイ領域の外側に配された電極電源供給ライ
ンと、前記薄膜トランジスタを覆い、前記電極電源供給ラインの一部または全部を露出さ
せる複数の第１端部面を持つ第１絶縁膜と、前記基板のディスプレイ領域に配されて、前
記第１絶縁膜上に配され、前記薄膜トランジスタに電気的に連結された画素電極と、前記
第１絶縁膜の複数の第１端部面のうち、一部により露出された前記電極電源供給ラインを
覆うように配され、前記画素電極の一部または全部を露出させる第２絶縁膜と、前記第１
絶縁膜の複数の第１端部面のうち、前記一部により露出された前記電極電源供給ラインと
前記第２絶縁膜との間に介されて、前記第２絶縁膜と前記電極電源供給ラインとを接触さ
せない補助導電層と、を備えることを特徴とする有機発光ディスプレイ装置を提供する。
【００２２】
本発明はまた、ディスプレイ領域を持つ基板と、前記基板のディスプレイ領域に配された
薄膜トランジスタと、前記基板のディスプレイ領域の外側に配された電極電源供給ライン
と、前記薄膜トランジスタを覆い、前記電極電源供給ラインの一部または全部を露出させ
る第１端部面を持つ第１絶縁膜と、前記基板のディスプレイ領域に配されて、前記第１絶
縁膜上に配され、前記薄膜トランジスタに電気的に連結された画素電極と、前記第１絶縁
膜により露出された前記電極電源供給ラインを覆うように配され、前記画素電極の一部ま
たは全部を露出させる第２絶縁膜と、前記第１絶縁膜により露出された前記電極電源供給
ラインと前記第２絶縁膜との間に介されて、前記第２絶縁膜と前記電極電源供給ラインと
を接触させない補助導電層と、を備えることを特徴とする有機発光ディスプレイ装置を提
供する。
【００２３】
　本発明の他の特徴によれば、前記補助導電層は、前記画素電極と同じ物質で形成されて
いる。
【００２４】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第１絶縁膜は、無機物で形成されている。
【００２５】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第１絶縁膜は、窒化シリコン、酸化シリコンま
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たは酸窒化シリコンで形成されている。
【００２６】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記電極電源供給ラインは、有機物との反応性が大
きい物質で形成されている。
【００２７】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記電極電源供給ラインは、銅、銀またはアルミニ
ウムで形成されている。
【００２８】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記薄膜トランジスタは、ソース電極、ドレイン電
極及びゲート電極を備え、前記電極電源供給ラインは、前記ソース電極、ドレイン電極及
びゲート電極のうち、少なくともいずれか一つと同じ物質で同一層に形成されている。
【００２９】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記電極電源供給ラインに接触し、前記基板のディ
スプレイ領域の上部に配された対向電極をさらに備える。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の有機発光ディスプレイ装置によれば、電極電源供給ラインの損傷が防止されつ
つ製造の容易な有機発光ディスプレイ装置を具現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明すれば、次の通りである
。以下の実施形態において同じ参照番号を持つ構成要素は、特別の言及がない限り、同じ
物質で形成された同じ機能を持つ。
【００３２】
　図１は、本発明の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的に示す断
面図である。
【００３３】
　図１を参照すれば、本実施形態による有機発光ディスプレイ装置は、ディスプレイ領域
１００を持つ基板１１０を備える。基板１１０は、ガラス材、金属材またはプラスチック
材のような多様な材料で形成されたものでありうる。基板１１０のディスプレイ領域１０
０には薄膜トランジスタＴＦＴ１が配されるが、薄膜トランジスタＴＦＴ１以外に、有機
発光素子（図示せず）も配されうる。基板１１０のディスプレイ領域１００の外側には、
電極電源供給ライン１９０が配される。そして、薄膜トランジスタＴＦＴ１などの保護の
ために、薄膜トランジスタＴＦＴ１を覆う第１絶縁膜１８１が配される。この第１絶縁膜
１８１は、電極電源供給ライン１９０の一部または全部を露出させる第１端部面１８１ａ
を持つ。第１絶縁膜１８１上には、第２絶縁膜１８２が配される。第２絶縁膜１８２は、
第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａを露出させる第２端部面１８２ａを持って、電極
電源供給ライン１９０と接触しない。
【００３４】
　前記のような構造において、本実施形態による有機発光ディスプレイ装置は、第２絶縁
膜１８２が電極電源供給ライン１９０と接触しない。図２は、比較例による有機発光ディ
スプレイ装置の一部を概略的に示す断面図である。図２に示した比較例による有機発光デ
ィスプレイ装置の場合、第２絶縁膜１８２が電極電源供給ライン１９０とＡで表示された
部分で接触する。
【００３５】
　電極電源供給ライン１９０は、薄膜トランジスタＴＦＴ１のソース／ドレイン電極１７
０及びゲート電極１５０のうち、少なくともいずれか一つを形成する時に同時に形成され
うるが、例えば、図１及び図２では、電極電源供給ライン１９０が薄膜トランジスタＴＦ
Ｔ１のソース／ドレイン電極１７０と同時に形成されて、バッファ層１２０とゲート絶縁
膜１４０との上の層間絶縁膜１６０上に配された構造を図示している。かかる電極電源供
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給ライン１９０は、銅、銀またはアルミニウムのように、有機物との反応性が大きい物質
で形成できる。
【００３６】
　電極電源供給ライン１９０は、第１絶縁膜１８１により露出されるが、従来には図２に
示したように、第１絶縁膜１８１により露出された電極電源供給ライン１９０が第２絶縁
膜１８２と接触していた。第１絶縁膜１８１は、下部の薄膜トランジスタＴＦＴ１を保護
するための保護膜であり、酸化シリコン、窒化シリコンまたは酸窒化シリコンのような無
機物で形成される。第２絶縁膜１８２は、下部の薄膜トランジスタＴＦＴ１などの構成要
素による第１絶縁膜１８１の上面の大部分を平坦化させる平坦化膜であり、下部の屈曲に
もかかわらず上面が平坦である。このような平坦化のために第２絶縁膜１８２は、通例的
に有機物で形成されるが、例えば、アクリル、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎ
ｅ）またはフォトアクリルなどで形成される。
【００３７】
　かかる構造において、従来には図２に示した比較例による有機発光ディスプレイ装置の
ように、有機物で形成された第２絶縁膜１８２がＡと表示された部分で電極電源供給ライ
ン１９０と接触していた。その結果、電極電源供給ライン１９０が第２絶縁膜１８２の有
機物成分と反応して損傷し、抵抗が高くなってＩＲドロップが発生するか、さらには、電
気的信号が伝えられないなどの問題点が発生した。例えば、電極電源供給ライン１９０を
銅で形成してアクリルで第２絶縁膜１８２を形成する時、第２絶縁膜１８２のプリベーキ
ング現像及びキュアリング過程で銅とアクリルとが反応して銅の表面、すなわち、電極電
源供給ライン１９０の表面が変性される。これは、アクリルに含まれた酸素に起因した銅
酸化膜などによる変性であり、これにより、電極電源供給ライン１９０の抵抗が高くなっ
てＩＲドロップが発生するか、さらには、電気的信号が伝えられないなどの問題点が発生
した。
【００３８】
　しかし、図１に示したような本実施形態による有機発光ディスプレイ装置の場合、第１
絶縁膜１８１が電極電源供給ライン１９０の一部または全部を露出させる第１端部面１８
１ａを持つが、第２絶縁膜１８２が第１絶縁膜１８１上に配される時に第２絶縁膜１８２
が第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａを露出させる第２端部面１８２ａを持ち、結果
として、第２絶縁膜１８２を電極電源供給ライン１９０と接触させない。これを通じて、
本実施形態による有機発光ディスプレイ装置の場合、電極電源供給ライン１９０が有機物
と反応して損傷することを効果的に防止できる。
【００３９】
　一方、図１では、第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａだけではなく、第１端部面１
８１ａの近隣の第１絶縁膜１８１の上面も第２絶縁膜１８２により露出されるように図示
されているが、本発明がこれに限定されるものではないということは言うまでもない。す
なわち、図３に示した本発明の他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置のように
、第１絶縁膜１８１と第２絶縁膜１８２とを形成した後、第１絶縁膜１８１と第２絶縁膜
１８２とを貫通して電極電源供給ライン１９０が露出される第１絶縁膜１８１と第２絶縁
膜１８２との開口部を形成して、第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａと第２絶縁膜１
８２の第２端部面１８２ａとを一致させ、第１絶縁膜１８１の上面を露出させないことも
できる。この場合にも、第２絶縁膜１８２は、第１絶縁膜１８１の端部面１８１ａを露出
させる第２端部面１８２ａを持って、電極電源供給ライン１９０と接触しなくなる。
【００４０】
　図４は、本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略
的に示す断面図である。
【００４１】
　図４を参照すれば、本実施形態による有機発光ディスプレイ装置は、ディスプレイ領域
１００を持つ基板１１０を備える。基板１１０は、ガラス材、金属材またはプラスチック
材のような多様な材料で形成されたものでありうる。基板１１０のディスプレイ領域１０
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０には薄膜トランジスタＴＦＴ１が配されるが、薄膜トランジスタＴＦＴ１以外に有機発
光素子２００も配される。基板１１０のディスプレイ領域１００の外側には、電極電源供
給ライン１９０が配される。そして、薄膜トランジスタＴＦＴ１などの保護のために、薄
膜トランジスタＴＦＴ１を覆う第１絶縁膜１８１が配される。この第１絶縁膜１８１は、
電極電源供給ライン１９０の一部または全部を露出させる第１端部面１８１ａを持つ。第
１絶縁膜１８１上には第２絶縁膜１８２が配される。第２絶縁膜１８２は、第１絶縁膜１
８１の第１端部面１８１ａを露出させる第２端部面１８２ａを持って、電極電源供給ライ
ン１９０と接触しない。
【００４２】
　図４に示した有機発光ディスプレイ装置の具体的な構造を説明すれば、次の通りである
。
【００４３】
　基板１１０には薄膜トランジスタが備えられているが、これは図面に示したように、デ
ィスプレイ領域１００内に配された薄膜トランジスタＴＦＴ１でもあり、必要に応じてデ
ィスプレイ領域１００の外側に配された薄膜トランジスタでもありうる。基板１１０のデ
ィスプレイ領域１００の外側には電極電源供給ライン１９０が配される。構成要素及び有
機発光素子２００などの構成をさらに詳細に説明すれば、次の通りである。
【００４４】
　まず、基板１１０上にＳｉＯ２などで形成されたバッファ層１２０が備えられている。
バッファ層１２０上には半導体層１３０が備えられるが、半導体層１３０は、非晶質シリ
コン層または多結晶質シリコン層で形成され、または有機半導体物質で形成されてもよい
。図面で詳細に図示されていないが、必要に応じて半導体層１３０は、ドーパントでドー
ピングされるソース領域及びドレイン領域、チャンネル領域を備えることができる。
【００４５】
　半導体層１３０の上部にはゲート電極１５０が備えられるが、このゲート電極１５０に
印加される信号によってソース電極とドレイン電極１７０とが電気的に疎通する。ゲート
電極１５０は、隣接層との密着性、積層される層の表面平坦性、そして加工性などを考慮
して、例えば、モリブデンタングステン、銀、銅またはアルミニウムのような物質で形成
できる。この時、半導体層１３０とゲート電極１５０との絶縁性を確保するために、Ｓｉ
Ｏ２などで形成されるゲート絶縁膜１４０が半導体層１３０とゲート電極１５０との間に
介される。
【００４６】
　ゲート電極１５０の上部には層間絶縁膜１６０が備えられるが、これは、酸化シリコン
または窒化シリコンなどの物質で単層または多層で形成できる。層間絶縁膜１６０の上部
にはソース／ドレイン電極１７０が形成される。ソース／ドレイン電極１７０は、層間絶
縁膜１６０とゲート絶縁膜１４０とに形成されるコンタクトホールを通じて半導体層にそ
れぞれ電気的に連結される。ソース／ドレイン電極１７０は、導電性などを考慮して、例
えば、モリブデンタングステン、銀、銅またはアルミニウムのような物質で形成できる。
【００４７】
　ディスプレイ領域１００の外側には電極電源供給ライン１９０が配されるが、図４では
、電極電源供給ライン１９０が薄膜トランジスタＴＦＴ１のソース／ドレイン電極１７０
と同一層に配されていると図示されている。すなわち、電極電源供給ライン１９０は、薄
膜トランジスタＴＦＴ１のソース／ドレイン電極１７０と同時に形成されうる。しかし、
本発明はこれに限定されるものではなく、電極電源供給ライン１９０は、薄膜トランジス
タＴＦＴ１のゲート電極１５０と同一層に形成されてもよく、または薄膜トランジスタＴ
ＦＴ１の電極との位置関係を持たずに形成されてもよい。以下では、便宜上、電極電源供
給ライン１９０が薄膜トランジスタＴＦＴ１のソース／ドレイン電極１７０と同一層に配
された場合について説明する。電極電源供給ライン１９０は、多様な物質で形成できるが
、後述するように、電極電源供給ライン１９０は、有機発光素子２００の対向電極２３０
に電気的信号を供給するため、抵抗が低くて導電性に優れた物質を使用する。かかる物質
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としては、銅、銀またはアルミニウムなどを挙げることができるが、もちろん、それ以外
の多様な物質を使用することもできるということは言うまでもない。かかる電極電源供給
ライン１９０用物質は、通例的に有機物との反応性が大きい。
【００４８】
　薄膜トランジスタＴＦＴ１の上部には、保護膜の第１絶縁膜１８１が備えられて、下部
の薄膜トランジスタＴＦＴ１を保護する。この保護膜１８１は多様な物質で形成できるが
、薄膜トランジスタＴＦＴ１の保護性能に優れた酸化シリコン、窒化シリコンまたは酸窒
化シリコンのような無機物で形成できる。図４には単層で図示されているが、多層で形成
されてもよいなど多様な変形ができるということは言うまでもない。この第１絶縁膜１８
１は第１端部面１８１ａを持って、電極電源供給ライン１９０の一部または全部を露出さ
せる。図４には、例示的に第１絶縁膜１８１が電極電源供給ライン１９０の両側を覆うよ
うに配された構造を示している。
【００４９】
　第１絶縁膜１８１上には平坦化膜の第２絶縁膜１８２が備えられる。すなわち、第２絶
縁膜は、下部の屈曲にもかかわらず上面の大部分が平坦な平坦化膜である。かかる平坦化
特性のために第２絶縁膜１８２は有機物で形成できるが、例えば、アクリル、ＢＣＢまた
はフォトアクリルなどで形成できる。図４には、第２絶縁膜１８２が単一層として図示さ
れているが、多層でもよいなど多様な変形ができるということは言うまでもない。第２絶
縁膜１８２は、第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａを露出させるように第２端部面１
８２ａを持つ。その結果、図４に示したように、第２絶縁膜１８２は電極電源供給ライン
１９０と接触しなくなる。
【００５０】
　第２絶縁膜１８２上には、画素電極２１０、対向電極２３０及びその間に介される中間
層２２０を持つ有機発光素子２００が配される。具体的に説明すれば次の通りである。
【００５１】
　ディスプレイ領域１００で、第１絶縁膜１８１及び第２絶縁膜１８２には、薄膜トラン
ジスタＴＦＴ１のソース／ドレイン電極１７０のうち、少なくともいずれか一方を露出さ
せる開口部が形成され、この開口部を通じてソース／ドレイン電極１７０のうちいずれか
一方と接触して、薄膜トランジスタＴＦＴ１と電気的に連結される画素電極２１０が第２
絶縁膜１８２上に配される。画素電極２１０は、透明電極または反射型電極として備えら
れうるが、透明電極として使われる時にはＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３で形
成されうる。反射型電極として使われる時には、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、
Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ及びこれらの化合物などで形成された反射膜と、ＩＴＯ、ＩＺＯ
、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３で形成された層とを持つことができる。もちろん、本発明はこ
れに限定されるものではなくて多様な材質で形成でき、その構造も単層または多層になり
うるなど、多様な変形が可能である。
【００５２】
　第２絶縁膜１８２の上部には第３絶縁膜１８３が配される。この第３絶縁膜１８３は画
素定義膜であり、これは各副画素に対応する開口、すなわち、画素電極２１０の中央部ま
たは画素電極２１０全体を露出させる開口を持つことによって画素を定義する役割を行う
。また、図４に示したような場合、第３絶縁膜１８３は、画素電極２１０の端部と対向電
極２３０との間の距離を広げることによって、画素電極２１０の端部でアークなどが発生
することを防止する役割を行う。第３絶縁膜１８３は第２絶縁膜１８２上に配されるが、
図４に示したように、ディスプレイ領域１００の外側にも配されうる。かかる第３絶縁膜
１８３は、第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａを露出させる第３端部面１８３ａを持
つ。その結果、図４に示したように、第３絶縁膜１８３は電極電源供給ライン１９０と接
触しなくなる。かかる第３絶縁膜は有機物で形成できるが、例えば、ポリイミドのような
有機物で形成できる。
【００５３】
　有機発光素子２００の中間層２２０は、低分子または高分子物質で形成されうる。低分
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子物質で形成される場合、ホール注入層（ＨＩＬ：Ｈｏｌｅ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　Ｌａ
ｙｅｒ）、ホール輸送層（ＨＴＬ：Ｈｏｌｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｌａｙｅｒ）、発光
層（ＥＭＬ：Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ）、電子輸送層（ＥＴＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｌａｙｅｒ）、電子注入層（ＥＩＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｉｎｊ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ）などが単一あるいは複合の構造で積層されて形成され、使用
可能な有機材料も、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ：Ｃｏｐｐｅｒ　ｐｈｔｈａｌｏｃｙａ
ｎｉｎｅ）、Ｎ，Ｎ－ジ（ナフタレン－１－イル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ベンジジン
（ＮＰＢ）、トリス－８－ヒドロキシキノリンアルミニウム（Ａｌｑ３）などをはじめと
して多様な物質が使われうる。かかる層は、真空蒸着の方法で形成できる。
【００５４】
　高分子物質で形成される場合には、ほぼホール輸送層（ＨＴＬ）及び発光層（ＥＭＬ）
を備えた構造を持つことができ、この時、前記ホール輸送層としてＰＥＤＯＴを使用し、
発光層としてＰＰＶ（Ｐｏｌｙ－Ｐｈｅｎｙｌｅｎｅｖｉｎｙｌｅｎｅ）系及びポリフル
オレン系などの高分子物質を使用し、これをスクリーン印刷やインクジェット印刷方法な
どにより形成できる。もちろん、中間層２２０は必ずしもこれに限定されるものではなく
、多様な構造を持つこともできるということは言うまでもない。
【００５５】
　対向電極２３０は、ディスプレイ領域１００の上部に配されるが、図４に示したように
、ディスプレイ領域１００を覆うように配されうる。この対向電極２３０は、ディスプレ
イ領域１００の外側の電極電源供給ライン１９０に接触して、電極電源供給ライン１９０
から電気的信号を伝達される。対向電極２３０は、透明電極または反射型電極として備え
られうるが、透明電極として使われる時には、仕事関数の小さな金属、すなわち、Ｌｉ、
Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ａｇ、Ｍｇ及びこれらの化合物で形成された
層とＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３などの透明導電層とを持つことができる。
反射型電極として使われる時には、Ｌｉ、Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ａ
ｇ、Ｍｇ及びこれらの化合物で形成された層でありうる。もちろん、対向電極２３０の構
成及び材料がこれに限定されるものではなく、多様な変形ができるということは言うまで
もない。
【００５６】
　従来には、図５Ａに示した比較例による有機発光ディスプレイ装置のように、有機物で
形成された第２絶縁膜１８２がＡと表示された部分で電極電源供給ライン１９０と接触し
ていた。または、従来には図５Ｂに示したように、有機物で形成された第２絶縁膜１８２
以外に、有機物で形成された第３絶縁膜１８３がＢと表示された部分で電極電源供給ライ
ン１９０と接触していた。その結果、従来の有機発光ディスプレイ装置は、電極電源供給
ライン１９０が第２絶縁膜１８２または第３絶縁膜１８３の有機物成分と反応して損傷し
て、抵抗が高くなってＩＲドロップが発生するか、さらには、電気的信号が伝えられない
などの問題点が発生した。
【００５７】
　しかし、図４に示したような本実施形態による有機発光ディスプレイ装置の場合、第１
絶縁膜１８１が電極電源供給ライン１９０の一部または全部を露出させる第１端部面１８
１ａを持つが、第２絶縁膜１８２が第１絶縁膜１８１上に配されるとき、第２絶縁膜１８
２が第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａを露出させる第２端部面１８２ａを持ち、結
果として、第２絶縁膜１８２を電極電源供給ライン１９０と接触させない。また、第３絶
縁膜１８３も第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａを露出させる第３端部面１８３ａを
持ち、結果として、第３絶縁膜１８３を電極電源供給ライン１９０と接触させない。すな
わち、電極電源供給ライン１９０との反応性が低い無機物で形成される保護膜である第１
絶縁膜１８１により、第２絶縁膜１８２と第３絶縁膜１８３とが電極電源供給ライン１９
０と接触することを防止する。これを通じて、本実施形態による有機発光ディスプレイ装
置の場合、電極電源供給ライン１９０が有機物と反応して損傷することを、製造工程を大
きく変化させることなく効果的に防止できる。
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【００５８】
　図６は、本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略
的に示す断面図である。本実施形態による有機発光ディスプレイ装置が図４を参照して前
述した実施形態による有機発光ディスプレイ装置と異なる点は、第２絶縁膜１８２と第３
絶縁膜１８３との相互関係である。
【００５９】
　図４を参照して前述した実施形態の有機発光ディスプレイ装置の場合、第３絶縁膜１８
３の第３端部面１８３ａが第２絶縁膜１８２の第２端部面１８２ａを露出させるように配
されているが、本実施形態による有機発光ディスプレイ装置の場合、第２絶縁膜１８２の
第２端部面１８２ａが第３絶縁膜１８３により覆われている。しかし、この場合にも、第
３絶縁膜１８３の第３端部面１８３ａは、第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａが露出
されるように配される。これを通じて、第２絶縁膜１８２と第３絶縁膜１８３とを電極電
源供給ライン１９０と接触させない。すなわち、電極電源供給ライン１９０との反応性が
低い無機物で形成される保護膜である第１絶縁膜１８１により、第２絶縁膜１８２と第３
絶縁膜１８３とが電極電源供給ライン１９０と接触することを防止する。これを通じて、
本実施形態による有機発光ディスプレイ装置の場合、電極電源供給ライン１９０が有機物
と反応して損傷することを、製造工程を大きく変化させることなく効果的に防止できる。
【００６０】
　図７は、本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略
的に示す断面図である。本実施形態による有機発光ディスプレイ装置が、図６を参照して
前述した実施形態による有機発光ディスプレイ装置と異なる点は、第１絶縁膜１８１の構
造と、第１絶縁膜１８１と第３絶縁膜１８３との位置関係と、補助導電層１９２とをさら
に備えるということである。
【００６１】
　図７に示したように、本実施形態による有機発光ディスプレイ装置の場合、第１絶縁膜
１８１は複数の第１端部面１８１ａ、１８１ｂを備える。第２絶縁膜１８２は、図６を参
照して前述した実施形態による有機発光ディスプレイ装置のように、第１絶縁膜１８１の
第１端部面１８１ａ、１８１ｂを露出させる第２端部面１８２ａを持つ。画素定義膜であ
る第３絶縁膜１８３は、第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａ、１８１ｂのうち一部の
第１端部面１８１ｂを覆うが、残りの第１端部面１８１ａは、露出させる第３端部面１８
３ａを持つ。すなわち、第３絶縁膜１８３は、第１絶縁膜１８１の複数の第１端部面１８
１ａ、１８１ｂのうち一部の端部面１８１ｂにより露出された電極電源供給ライン１９０
を覆うように配される。この時、補助導電層１９２は、電極電源供給ライン１９０と第３
絶縁膜１８３との間に介される。すなわち、補助導電層１９２は、第１絶縁膜１８１の複
数の第１端部面１８１ａ、１８１ｂのうち、前記一部の第１端部面１８１ｂにより露出さ
れた電極電源供給ライン１９０と第３絶縁膜１８３との間に介されて、第３絶縁膜１８３
と電極電源供給ライン１９０とを接触させない。かかる構造を通じて、本実施形態による
有機発光ディスプレイ装置の場合、電極電源供給ライン１９０が有機物で形成されうる第
２絶縁膜１８２及び第３絶縁膜１８３と接触せず、電極電源供給ライン１９０が有機物と
反応して損傷することを効果的に防止できる。
【００６２】
　一方、補助導電層１９２は、第１絶縁膜１８１の複数の第１端部面１８１ａ、１８１ｂ
のうち、前記一部の第１端部面１８１ｂにより露出された電極電源供給ライン１９０と接
触するが、これを通じて電極電源供給ライン１９０の抵抗によるＩＲドロップを防止する
効果をも得ることができる。かかる補助導電層１９２は、ディスプレイ領域１００の画素
電極２１０を形成すると同時に（同じ物質で）形成されるので、製造工程を大きく変化さ
せることなく前記のような効果を得ることができる。
【００６３】
　図８は、本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略
的に示す断面図である。
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【００６４】
　本実施形態による有機発光ディスプレイ装置が、図６を参照して前述した実施形態によ
る有機発光ディスプレイ装置と異なる点は、第１絶縁膜１８１と第３絶縁膜１８３との位
置関係と、補助導電層１９２とをさらに備えるということである。
【００６５】
　図８に示したように、本実施形態による有機発光ディスプレイ装置は、図６を参照して
前述した実施形態による有機発光ディスプレイ装置と類似して、第２絶縁膜１８２が第１
絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａを露出させる第２端部面１８２ａを持つ。しかし、本
実施形態による有機発光ディスプレイ装置は、図６を参照して前述した有機発光ディスプ
レイ装置とは異なって、画素定義膜である第３絶縁膜１８３が第１絶縁膜１８１により露
出された電極電源供給ライン１９０を覆うように配される。この時、補助導電層１９２は
、電極電源供給ライン１９０と第３絶縁膜１８３との間に介される。すなわち、補助導電
層１９２は、第１絶縁膜１８１と第２絶縁膜１８２とにより露出された電極電源供給ライ
ン１９０と第３絶縁膜１８３との間に介されて、第３絶縁膜１８３と電極電源供給ライン
１９０とを接触させない。かかる構造を通じて本実施形態による有機発光ディスプレイ装
置の場合、電極電源供給ライン１９０が有機物で形成されうる第２絶縁膜１８２及び第３
絶縁膜１８３と接触せず、電極電源供給ライン１９０が有機物と反応して損傷することを
効果的に防止できる。
【００６６】
　補助導電層１９２は、第１絶縁膜１８１及び第２絶縁膜１８２により露出された電極電
源供給ライン１９０と接触するが、これを通じて電極電源供給ライン１９０の抵抗による
ＩＲドロップを防止する効果をも得ることができる。かかる補助導電層１９２は、ディス
プレイ領域１００の画素電極２１０を形成すると同時に（同じ物質で）形成されるので、
製造工程を大きく変化させることなく前記のような効果を得ることができる。一方、第３
絶縁膜１８３は、補助導電層１９２の一部を露出させる第３端部面１８３ａを持ち、これ
を通じて対向電極２３０が補助導電層１９２と電気的に連結される。結局、対向電極２３
０は、補助導電層１９２を通じて電極電源供給ライン１９０に電気的に連結されて、電極
電源供給ライン１９０から電気的信号を受ける。
【００６７】
　図９は、本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略
的に示す断面図である。
【００６８】
　本実施形態による有機発光ディスプレイ装置が、図４を参照して前述した有機発光ディ
スプレイ装置と異なる点は絶縁膜である。すなわち、本実施形態による有機発光ディスプ
レイ装置の場合、保護膜である第１絶縁膜１８１が、薄膜トランジスタＴＦＴ１を保護す
る保護膜の役割以外に、下部の屈曲にもかかわらず上面の大部分が平坦な平坦化膜の役割
まで行う。この第１絶縁膜１８１は、電極電源供給ライン１９０の一部または全部を露出
させる第１端部面１８１ａを持つ。また、電極電源供給ライン１９０が第１絶縁膜１８１
と接触しても、電極電源供給ライン１９０が損傷しないように酸化シリコン、窒化シリコ
ンまたは酸窒化シリコンのような絶縁性無機物で形成される。一方、本実施形態による有
機発光ディスプレイ装置の場合、第２絶縁膜１８２は画素定義膜の役割を行う。この場合
、第２絶縁膜１８２は有機物で形成できるが、例えば、ポリイミドのような有機物等で形
成できる。第２絶縁膜１８２は、第１絶縁膜１８１の第１端部面１８１ａを露出させる第
２端部面１８２ａを持つことによって、電極電源供給ライン１９０と接触しない。そして
、対向電極２３０は、第１絶縁膜１８１及び第２絶縁膜１８２の第１端部面１８１ａ及び
第２端部面１８２ａを通じて露出された電極電源供給ライン１９０と接触して、電極電源
供給ライン１９０からの電気的信号を受ける。
【００６９】
　このように第１絶縁膜１８１が保護膜と平坦化膜との役割をいずれも行い、第２絶縁膜
１８２が画素定義膜の役割を行う場合にも、有機物で形成できる第２絶縁膜１８２を電極
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電源供給ラインと接触させないことで、電極電源供給ライン１９０が有機物と反応して損
傷することを効果的に防止できる。
【００７０】
　図１０は、本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概
略的に示す断面図である。
【００７１】
　本実施形態による有機発光ディスプレイ装置が、図７を参照して前述した有機発光ディ
スプレイ装置と異なる点は絶縁膜である。すなわち、本実施形態による有機発光ディスプ
レイ装置の場合、保護膜である第１絶縁膜１８１が薄膜トランジスタＴＦＴ１を保護する
保護膜の役割以外に、下部の屈曲にもかかわらず上面の大部分が平坦な平坦化膜の役割ま
で行う。この第１絶縁膜１８１は、電極電源供給ライン１９０の一部または全部を露出さ
せる複数の第１端部面１８１ａ、１８１ｂを持つ。また、電極電源供給ライン１９０が第
１絶縁膜１８１と接触しても、電極電源供給ライン１９０が損傷しないように、酸化シリ
コン、窒化シリコンまたは酸窒化シリコンのような絶縁性無機物で形成する。一方、本実
施形態による有機発光ディスプレイ装置の場合、第２絶縁膜１８２は画素定義膜の役割を
行う。この場合、第２絶縁膜１８２は有機物で形成できるが、例えば、ポリイミドのよう
な有機物で形成できる。第２絶縁膜１８２は、第１絶縁膜１８１の複数の第１端部面１８
１ａ、１８１ｂのうち、一部の第１端部面１８１ｂにより露出された電極電源供給ライン
１９０を覆うように配される。この時、補助導電層１９２は、第１絶縁膜１８１の複数の
第１端部面１８１ａ、１８１ｂのうち、前記一部の第１端部面１８１ｂにより露出された
電極電源供給ライン１９０と第２絶縁膜１８２との間に介されて、第２絶縁膜１８２と電
極電源供給ライン１９０とを接触させない。そして、対向電極２３０は、第１絶縁膜１８
１の残りの第１端部面１８１ａと第２絶縁膜１８２の第２端部面１８２ａとを通じて露出
された電極電源供給ライン１９０と接触して、電極電源供給ライン１９０からの電気的信
号を受ける。
【００７２】
　このように、第１絶縁膜１８１が保護膜と平坦化膜との役割をいずれも行い、第２絶縁
膜１８２が画素定義膜の役割を行う場合にも、有機物で形成できる第２絶縁膜１８２を電
極電源供給ラインと接触させないことで、電極電源供給ライン１９０が有機物と反応して
損傷することを効果的に防止できる。
【００７３】
　前記構造において、補助導電層１９２は、第１絶縁膜１８１の複数の第１端部面１８１
ａ、１８１ｂのうち、前記一部の第１端部面１８１ｂにより露出された電極電源供給ライ
ン１９０と接触するが、これを通じて、電極電源供給ライン１９０の抵抗によるＩＲドロ
ップを防止する効果をも得ることができる。かかる補助導電層１９２は、ディスプレイ領
域１００の画素電極２１０を形成すると同時に（同じ物質で）形成されるので、製造工程
を大きく変化させることなく前記のような効果を得ることができる。
【００７４】
　一方、図１０には、保護膜である第１絶縁膜１８１が、薄膜トランジスタＴＦＴ１を保
護する保護膜の役割以外に、下部の屈曲にもかかわらず上面の大部分が平坦な平坦化膜の
役割まで行うと示しているが、第１絶縁膜１８１の上面が平坦でない場合にも本発明が適
用されうるということは言うまでもない。
【００７５】
　図１１は、本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概
略的に示す断面図である。
【００７６】
　本実施形態による有機発光ディスプレイ装置が、図８を参照して前述した有機発光ディ
スプレイ装置と異なる点は、絶縁膜である。すなわち、本実施形態による有機発光ディス
プレイ装置の場合、保護膜である第１絶縁膜１８１が、薄膜トランジスタＴＦＴ１を保護
する保護膜の役割以外に、下部の屈曲にもかかわらず上面の大部分が平坦な平坦化膜の役
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割まで行う。この第１絶縁膜１８１は、電極電源供給ライン１９０の一部または全部を露
出させる第１端部面１８１ａを持つ。また、電極電源供給ライン１９０が第１絶縁膜１８
１と接触しても電極電源供給ライン１９０が損傷しないように、酸化シリコン、窒化シリ
コンまたは酸窒化シリコンのような絶縁性無機物で形成される。一方、本実施形態による
有機発光ディスプレイ装置の場合、第２絶縁膜１８２は画素定義膜の役割を行う。この場
合、第２絶縁膜１８２は有機物で形成できるが、例えば、ポリイミドのような有機物など
で形成できる。第２絶縁膜１８２は、第１絶縁膜１８１により露出された電極電源供給ラ
イン１９０を覆うように配される。この時、補助導電層１９２は、電極電源供給ライン１
９０と第２絶縁膜１８２との間に介される。すなわち、補助導電層１９２は、第１絶縁膜
１８１により露出された電極電源供給ライン１９０と第２絶縁膜１８２との間に介されて
、第２絶縁膜１８２と電極電源供給ライン１９０とを接触させない。かかる構造を通じて
、本実施形態による有機発光ディスプレイ装置の場合、電極電源供給ライン１９０が有機
物で形成される第２絶縁膜１８２と接触せず、電極電源供給ライン１９０が有機物と反応
して損傷することを効果的に防止できる。
【００７７】
　補助導電層１９２は、第１絶縁膜１８１により露出された電極電源供給ライン１９０と
接触するが、これを通じて、電極電源供給ライン１９０の抵抗によるＩＲドロップを防止
する効果をも得ることができる。かかる補助導電層１９２は、ディスプレイ領域１００の
画素電極２１０を形成すると同時に（同じ物質で）形成されるので、製造工程を大きく変
化させることなく前記のような効果を得ることができる。一方、第２絶縁膜１８２は、補
助導電層１９２の一部を露出させる第２端部面１８２ａを持ち、これを通じて対向電極２
３０が補助導電層１９２と電気的に連結される。結局、対向電極２３０は、補助導電層１
９２を通じて電極電源供給ライン１９０に電気的に連結されて、電極電源供給ライン１９
０から電気的信号を受ける。
【００７８】
　一方、図１１では、保護膜である第１絶縁膜１８１が、薄膜トランジスタＴＦＴ１を保
護する保護膜の役割以外に、下部の屈曲にもかかわらず上面の大部分が平坦な平坦化膜の
役割まで行うと示しているが、第１絶縁膜１８１の上面が平坦でない場合にも本発明が適
用されうるということは言うまでもない。
【００７９】
　本発明は、図面に図示された実施形態を参考までに説明されたが、これは例示的なもの
に過ぎず、当業者ならば、これより多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であるとい
う点を理解できるであろう。したがって、本発明の真の技術的保護範囲は特許請求範囲の
技術的思想によって定められねばならない。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明は、ディスプレイ装置関連の技術分野に好適に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的に示す断面
図である。
【図２】比較例による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的に示す断面図である。
【図３】本発明の他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的に示す
断面図である。
【図４】本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的
に示す断面図である。
【図５Ａ】比較例による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的に示す断面図である。
【図５Ｂ】比較例による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的に示す断面図である。
【図６】本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的
に示す断面図である。
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【図７】本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的
に示す断面図である。
【図８】本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的
に示す断面図である。
【図９】本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略的
に示す断面図である。
【図１０】本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略
的に示す断面図である。
【図１１】本発明のさらに他の一実施形態による有機発光ディスプレイ装置の一部を概略
的に示す断面図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１００　　ディスプレイ領域
　１１０　　基板
　１２０　　バッファ層
　１３０　　半導体層
　１４０　　ゲート絶縁膜
　１５０　　ゲート電極
　１６０　　層間絶縁膜
　１７０　　ソース／ドレイン電極
　１８１　　保護膜
　１８２　　平坦化膜
　１８３　　画素定義膜
　１９０　　電極電源供給ライン
　２００　　有機発光素子
　２１０　　画素電極
　２２０　　中間層
　２３０　　対向電極
　３００　　密封部材
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